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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１電極を備えた基板と、
　マトリクス状に整列された複数の画素を形成すべく前記第１電極の上に蒸着された有機
材料によって形成された有機層と、
　前記有機層の上に形成された第２電極と、を備え、
　前記複数の画素の各々は、略矩形の形状を有する少なくとも３つのサブ画素を有し、
　前記少なくとも３つのサブ画素のうちの第１のサブ画素および第２のサブ画素は、前記
第１のサブ画素および前記第２のサブ画素それぞれの長辺が略平行になるように並列して
おり、
　前記少なくとも３つのサブ画素のうちの第３のサブ画素は、前記第３のサブ画素の長辺
が前記第１のサブ画素の短辺および前記第２のサブ画素の短辺と略平行になるように形成
されており、
　前記第１のサブ画素および前記第２のサブ画素では、長辺方向の前記有機層の膜厚変化
が短辺方向の前記有機層の膜厚変化よりも大きく、
　前記第３のサブ画素では、短辺方向の前記有機層の膜厚変化が長辺方向の前記有機層の
膜厚変化よりも大きい、有機ＥＬ表示装置。
【請求項２】
　前記第３のサブ画素の面積が、前記第１のサブ画素および前記第２のサブ画素の面積よ
りも大きい、請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
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【請求項３】
　前記少なくとも３つのサブ画素は、赤色発光材料を含むサブ画素、緑色発光材料を含む
サブ画素、および、青色発光材料を含むサブ画素を含み、
　前記第１のサブ画素または前記第２のサブ画素が赤色発光材料を含んでいる、請求項１
または２に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項４】
　前記第３のサブ画素が青色発光材料を含んでいる、請求項３に記載の有機ＥＬ表示装置
。
【請求項５】
　前記第１のサブ画素または前記第２のサブ画素における前記有機層の膜厚が、前記複数
の画素の各々が有する前記少なくとも３つのサブ画素のうちで最も厚い、請求項１または
２に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項６】
　前記第３のサブ画素における前記有機層の膜厚が、前記複数の画素の各々が有する前記
少なくとも３つのサブ画素のうちで最も薄い、請求項１または２に記載の有機ＥＬ表示装
置。
【請求項７】
　前記第１～第３のサブ画素の各々における、サブ画素全体に対する該サブ画素における
前記有機層の最大の厚さの９５％以上の厚さを有する部分の面積比は、前記第３のサブ画
素の面積比よりも前記第１のサブ画素および前記第２のサブ画素における面積比の方が大
きい、請求項１～６のいずれか１項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項８】
　略矩形の形状を有する第１の開口が形成されている第１の蒸着マスク、略矩形の形状を
有する第２の開口が形成されている第２の蒸着マスク、および、略矩形の形状を有する第
３の開口が形成されている第３の蒸着マスクを準備する工程と、
　前記第１の蒸着マスクを被蒸着基板の表面に重ね合せ、前記第１の開口の長辺とライン
蒸着源の長手方向とが略平行になるように前記第１の蒸着マスクを前記ライン蒸着源の上
方に配置し、前記ライン蒸着源からの有機材料を前記表面に蒸着することによって前記被
蒸着基板の第１のサブ画素に略矩形の有機層を形成する工程と、
　前記第２の蒸着マスクを前記被蒸着基板の前記表面に重ね合せ、前記第２の開口の長辺
と前記ライン蒸着源の長手方向とが略平行になるように前記第２の蒸着マスクを前記ライ
ン蒸着源の上方に配置し、前記ライン蒸着源からの有機材料を前記表面に蒸着することに
よって前記被蒸着基板の第２のサブ画素に略矩形の有機層を形成する工程と、
　前記第３の蒸着マスクを前記被蒸着基板の前記表面に重ね合せ、前記第３の開口の短辺
と前記ライン蒸着源の長手方向とが略平行になるように前記第３の蒸着マスクを前記ライ
ン蒸着源の上方に配置し、前記ライン蒸着源からの有機材料を前記表面に蒸着することに
よって前記被蒸着基板の第３のサブ画素に略矩形の有機層を形成する工程と、を含み、
　前記第１のサブ画素および前記第２のサブ画素には、長辺方向の膜厚変化が短辺方向の
膜厚変化よりも大きい有機層がそれぞれ形成され、
　前記第３のサブ画素には、短辺方向の膜厚変化が長辺方向の膜厚変化よりも大きい有機
層が形成される、有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ表示装置および有機ＥＬ表示装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ表示装置では、ガラスや樹脂フィルムなどからなる基板の表面に、たとえば陽
極、発光層、および陰極が形成され、それらによって構成される有機ＥＬ表示素子が複数
のサブ画素各々に形成されている。発光層は、主に、有機材料を堆積させることによって
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形成されており、たとえば、発光層の形成箇所と対応する位置に開口を有する蒸着マスク
を用いた真空蒸着などによって形成されている。有機ＥＬ表示素子の発光時の輝度や色度
、およびその寿命は、発光層の膜厚の影響を受けるため、発光層を均一な膜厚で形成する
必要がある。たとえば、特許文献１では、有機材料の蒸着時に、蒸着マスクにおける開口
の周囲の部分によって基板への有機材料の飛来が阻まれないように、蒸着源の移動方向に
配列される画素の間隔が、蒸着源の移動方向と直交する方向に配列される画素の間隔より
も広くされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２００７３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１では、蒸着源の移動方向における発光層の膜厚の変化を抑制することが述べ
られている。しかし、蒸着源の移動方向と直交する方向においても発光層の膜厚の変化が
生じ得る。たとえば、蒸着材料を気化させるるつぼが線状に並べられたライン型の蒸着源
が用いられる場合、後述のように、蒸着源の移動方向よりも、むしろ、蒸着源の移動方向
と直交する、蒸着源の長手方向における発光層の膜厚の変化の方が大きいことがある。特
許文献１に開示の手段は、蒸着源の移動方向と直交する方向において生じる膜厚変化につ
いては考慮されていない。
【０００５】
　また、特許文献１の方法では、画面の水平方向および垂直方向のいずれかに配列される
画素の間隔を、製造ラインの本来の能力の下で製造可能な間隔よりも広くする必要がある
。従って、画像の精細度の向上および解像度の向上という有機ＥＬ表示装置に対する継続
的な要求に十分に応えられないおそれがある。また、特許文献１における「画素」は、カ
ラー画像を表示する有機ＥＬ表示装置では、赤、緑、青などの固有の色の光を発する「サ
ブ画素」と考えられるが、長方形の複数の「サブ画素」は、各々の長辺の方向が同一方向
となるように形成されている。従って、図１２に示されるように、解像度の高精細化に伴
って小型化される１つの画素２００の中に、たとえば赤、緑および青の３つのサブ画素３
０１～３０３が狭いピッチで並列される必要がある。そのため、有機ＥＬ表示装置の製造
において厳密な条件管理や高性能の装置が必要になることがある。結局、小型化や解像度
の向上に逆行することなく、製造が容易で、発光層の膜厚の変化の影響の少ない有機ＥＬ
表示装置およびその製造方法は提案されていない。
【０００６】
　そこで、本発明は、高精細化された画素においてもサブ画素の製造が容易で、有機層の
膜厚の変化による表示品位などへの影響が少ない有機ＥＬ表示装置、および、有機ＥＬ表
示装置の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一実施形態の有機ＥＬ表示装置は、第１電極を備えた基板と、マトリクス状に
整列された複数の画素を形成すべく前記第１電極の上に蒸着された有機材料によって形成
された有機層と、前記有機層の上に形成された第２電極と、を備え、前記複数の画素の各
々は、略矩形の形状を有する少なくとも３つのサブ画素を有し、前記少なくとも３つのサ
ブ画素のうちの第１のサブ画素および第２のサブ画素は、前記第１のサブ画素および前記
第２のサブ画素それぞれの長辺が略平行になるように並列しており、前記少なくとも３つ
のサブ画素のうちの第３のサブ画素は、前記第３のサブ画素の長辺が前記第１のサブ画素
の短辺および前記第２のサブ画素の短辺と略平行になるように形成されており、前記第１
のサブ画素および前記第２のサブ画素では、長辺方向の前記有機層の膜厚変化が短辺方向
の前記有機層の膜厚変化よりも大きく、前記第３のサブ画素では、短辺方向の前記有機層
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の膜厚変化が長辺方向の前記有機層の膜厚変化よりも大きい、ことを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の一実施形態の有機ＥＬ表示装置の製造方法は、略矩形の形状を有する第
１の開口が形成されている第１の蒸着マスク、略矩形の形状を有する第２の開口が形成さ
れている第２の蒸着マスク、および、略矩形の形状を有する第３の開口が形成されている
第３の蒸着マスクを準備する工程と、前記第１の蒸着マスクを被蒸着基板の表面に重ね合
せ、前記第１の開口の長辺とライン蒸着源の長手方向とが略平行になるように前記第１の
蒸着マスクを前記ライン蒸着源の上方に配置し、前記ライン蒸着源からの有機材料を前記
表面に蒸着する工程と、前記第２の蒸着マスクを前記被蒸着基板の前記表面に重ね合せ、
前記第２の開口の長辺と前記ライン蒸着源の長手方向とが略平行になるように前記第２の
蒸着マスクを前記ライン蒸着源の上方に配置し、前記ライン蒸着源からの有機材料を前記
表面に蒸着する工程と、前記第３の蒸着マスクを前記被蒸着基板の前記表面に重ね合せ、
前記第３の開口の短辺と前記ライン蒸着源の長手方向とが略平行になるように前記第３の
蒸着マスクを前記ライン蒸着源の上方に配置し、前記ライン蒸着源からの有機材料を前記
表面に蒸着する工程と、を含む、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の一実施形態によれば、小さな画素においてもサブ画素の製造が容易で、有機層
の膜厚の変化による表示品位への影響が少ない有機ＥＬ表示装置を提供することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態１の有機ＥＬ表示装置を示す図である。
【図２】本発明の実施形態１の有機ＥＬ表示装置の１つの画素を示す平面図である。
【図３Ａ】図２のIIIＡ－IIIＡ線での断面図である。
【図３Ｂ】図２のIIIＢ－IIIＢ線での断面図である。
【図３Ｃ】図２のIIIＣ－IIIＣ線での断面図である。
【図３Ｄ】図２のIIIＤ－IIIＤ線での断面図である。
【図４】有機ＥＬ表示装置の製造工程において有機材料の蒸着に用いられる蒸着マスクの
一例を示す断面図である。
【図５Ａ】蒸着工程における有機材料の飛行状況をライン蒸着源の長手方向において示す
図である。
【図５Ｂ】蒸着工程における有機材料の飛行状況をライン蒸着源の移動方向において示す
図である。
【図６Ａ】実施形態１の有機ＥＬ表示装置における第１のサブ画素の有機層において最大
の厚さの９５％以上の厚さに形成されている領域を示す図である。
【図６Ｂ】実施形態１の有機ＥＬ表示装置における第３のサブ画素の有機層において最大
の厚さの９５％以上の厚さに形成されている領域を示す図である。
【図７】実施形態１の有機ＥＬ表示装置における、各サブ画素の断面を並べて示す図であ
る。
【図８】本発明の実施形態２の有機ＥＬ表示装置における１つの画素を示す平面図である
。
【図９Ａ】本発明の実施形態１の有機ＥＬ表示装置の製造方法における第１の蒸着マスク
の準備工程の一例を示す図である。
【図９Ｂ】本発明の実施形態１の有機ＥＬ表示装置の製造方法において準備された第２の
蒸着マスクの一例を示す図である。
【図９Ｃ】本発明の実施形態１の有機ＥＬ表示装置の製造方法において準備された第３の
蒸着マスクの一例を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態１の有機ＥＬ表示装置の製造方法における被蒸着基板への第
１の蒸着マスクの配置および位置合わせをする工程の一例を示す図である。
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【図１１Ａ】本発明の実施形態１の有機ＥＬ表示装置の製造方法における第１の蒸着マス
クを用いた有機材料の蒸着工程の一例を示す図である。
【図１１Ｂ】本発明の実施形態１の有機ＥＬ表示装置の製造方法における第２の蒸着マス
クを用いた有機材料の蒸着工程の一例を示す図である。
【図１１Ｃ】本発明の実施形態１の有機ＥＬ表示装置の製造方法における第３の蒸着マス
クを用いた有機材料の蒸着工程の一例を示す図である。
【図１２】従来の有機ＥＬ表示装置における１つの画素の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照し、本発明の有機ＥＬ表示装置および有機ＥＬ表示装置の製造方法を
説明する。なお、以下に説明される実施形態における各構成要素の材質、形状、および、
それらの相対的な位置関係などは、あくまで例示に過ぎない。本発明の有機ＥＬ表示装置
および有機ＥＬ表示装置の製造方法は、これらによって限定的に解釈されるものではない
。
【００１２】
　＜実施形態１＞
　図１には、実施形態１の有機ＥＬ表示装置１の平面図が示され、図２には、有機ＥＬ表
示装置１に備えられる複数の画素２のうちの１つの平面図が模式的に示されている。また
、図３Ａ～３Ｄには、図２に示されるIIIＡ－IIIＡ線～IIIＤ－IIIＤ線それぞれにおける
断面図が示されている。図１に示されるように、有機ＥＬ表示装置１は、有機ＥＬ表示装
置１の内部または外部で生成される映像信号に基づく画像を表示する表示部Ｄを含み、表
示部Ｄは、マトリクス状に整列され、略正方形の形状を有する、複数の画素２を備えてい
る。図２に示されるように、複数の画素２の各々は、略矩形の形状を有する少なくとも３
つのサブ画素によって構成されている。図２の例では、画素２は、第１のサブ画素３１、
第２のサブ画素３２および第３のサブ画素３３を有している。しかし、画素２を構成する
サブ画素の数は３つに限定されず、本実施形態において複数の画素２の各々は、３つ以上
の任意の数のサブ画素を有し得る。図３Ａ～３Ｄに示されるように、有機ＥＬ表示装置１
は、第１電極５を備えた基板４と、複数の画素２の各々を形成すべく第１電極５の上に蒸
着された有機材料によって形成された有機層６と、有機層６の上に形成された第２電極７
と、を備えている。有機層６は、励起された発光材料からのエネルギーの放出によって光
を発する発光層６ｂを含んでいる（なお、図３Ａ～３Ｄでは省略されているが、後述の図
７に示されるように有機層６は発光層６ｂを含む多層構造を有し得る）。第１～第３のサ
ブ画素３１、３２、３３の各々は、たとえば第１電極５に電流が供給されることによって
有機層６において発光し、その結果、有機ＥＬ表示装置１の表示部Ｄに所望の画像が表示
される。なお、図２では、各サブ画素が明確に示されるように、第２電極７の図示は省略
されている。
【００１３】
　なお、「略矩形」には、４つの直線で囲まれていて内角が全て直角の四角形に限らず、
長手方向が看取されるものであれば、四辺のいずれかまたは全てが多少湾曲している形状
や、４つの内角のいずれかもしくは全てが丸みを帯びた形状も含まれる。
【００１４】
　図２に示されるように、第１のサブ画素３１および第２のサブ画素３２は、第１のサブ
画素３１および第２のサブ画素３２それぞれの長辺が略平行になるように並列している。
換言すると、各々が略矩形の形状を有する第１のサブ画素３１および第２のサブ画素３２
は、各々の２つの長辺のうちの１つ同士が向き合うように配置されている。すなわち、第
１のサブ画素３１と第２のサブ画素３２は、それぞれの長辺が互いに同じ方向に延びるよ
うに向きを揃えて、第１および第２のサブ画素３１、３２の長辺と直交する方向に並べら
れている。
【００１５】
　一方、第３のサブ画素３３は、第３のサブ画素３３の長辺が第１のサブ画素３１の短辺
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および第２のサブ画素３２の短辺と略平行になるように形成されている。換言すると、略
矩形の形状を有する第３のサブ画素３３は、その長辺の１つが、第１のサブ画素３１の短
辺の１つおよび第２のサブ画素３２の短辺の１つと対向するように形成されている。すな
わち、第３のサブ画素３３は、その長辺の１つが第１のサブ画素３１および第２のサブ画
素３２の各々の２つの短辺のうちの１つに沿うように配置され、かつ、第１および第２の
サブ画素３１、３２の長辺方向において、第１および第２のサブ画素３１、３２の各々と
並べられている。なお、画素２が、４つ以上のサブ画素を備える場合、第１～第３のサブ
画素３１、３２、３３以外のサブ画素は、第１および第２のサブ画素３１、３２と略平行
になるように並列していてもよく、第３のサブ画素３３と略平行になるように形成されて
いてもよい。
【００１６】
　なお「略平行」には、幾何学上厳密に平行な位置関係の他に、一方の長辺または短辺が
、対向して配置されている相手方の長辺または短辺と接触しない程度に相手方の辺に対し
て傾いている位置関係も含まれる。
【００１７】
　本実施形態では、このように第１～第３のサブ画素３１、３２、３３は、第１～第３の
サブ画素３１、３２、３３の全てが画素２の中で１つの方向に並列するようには配置され
ていない。すなわち、少なくとも１つのサブ画素は、他のサブ画素同士の配列方向と異な
る方向において他のサブ画素と並ぶように配置される。画素２が４つ以上のサブ画素を備
える場合でもその点は同じである。従って、前述の図１２に示されるように画素２００の
１つの方向（たとえば図１２における上下方向）に全てのサブ画素３０１～３０３が並べ
られる場合と比べて、各サブ画素（たとえば第１のサブ画素３１および第２のサブ画素３
２）の配置ピッチＰＩを広くすることができる。すなわち、画素２が小型化される状況に
あっても、第１および第２のサブ画素３１、３２の配列方向における第１および第２のサ
ブ画素３１、３２それぞれの幅、および／または、それら両サブ画素の間隔を、比較的大
きくすることができる。従って、有機層６の形成時に用いられる蒸着マスクの開口１１０
（図４参照）を比較的容易に形成することができると共に、有機層６の形成時に基板４と
蒸着マスクとを容易に位置合わせすることができる。また、製造ばらつきなどによる第１
～第３のサブ画素３１、３２、３３のサイズや位置などの変動が有機ＥＬ表示装置１の特
性などに与える影響も相対的に小さくなり得る。換言すると、有機ＥＬ表示装置１の製造
において、より大きなばらつきが許容され得る。従って、解像度の高い有機ＥＬ表示装置
１を容易に製造することができる。
【００１８】
　画素２は、有機ＥＬ表示装置１の画面サイズおよび解像度に応じて任意のサイズを有し
得る。たとえば、画素２は２０μｍ□～５００μｍ□のサイズを有し得る。そのようなサ
イズを有する画素２の内部に、たとえば、互いの間に５μｍ以上、５０μｍ以下の間隔を
空けて、第１～第３のサブ画素３１、３２、３３が配列される。たとえば、第１および第
２のサブ画素３１、３２の長辺の長さは、０．５×Ｃ以上、０．９×Ｃ以下であり、短辺
の長さは、０．１×Ｃ以上、０．５×Ｃ以下である。なお、Ｃは、画素２の一辺の長さで
ある。また、第３のサブ画素３３の長辺の長さは、たとえば、０．５×Ｃ以上、０．９×
Ｃ以下であり、短辺の長さは、０．１×Ｃ以上、０．５×Ｃ以下である。なお、第１およ
び第２のサブ画素３１、３２の長辺の長さＬ１と、第３のサブ画素３３の短辺の長さＷ３
との比（Ｌ１：Ｗ３）は、たとえば、１：１以上、９：１以下である。しかし、第１～第
３のサブ画素３１、３２、３３各々の長辺および短辺の長さは、これらの例示に限定され
ない。また、図２の例と異なり、第１のサブ画素３１のサイズと第２のサブ画素３２のサ
イズが異なっていてもよく、第１のサブ画素３１と第２のサブ画素３２の長辺方向におけ
る位置が互いにずれていてもよい。また、画素２の外縁にそれぞれ面する第１のサブ画素
３１の長辺と第３のサブ画素３３の短辺は、第３のサブ画素３３の長辺方向において揃っ
ていなくてもよい。
【００１９】
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　図３Ａ～３Ｄには、第１および第２のサブ画素３１、３２の長辺方向と平行な断面、な
らびに第３のサブ画素３３の長辺方向と平行な断面それぞれにおける画素２の断面が示さ
れている。有機ＥＬ表示装置１は、絶縁性の材料を用いて形成されていて各サブ画素を区
画する絶縁バンク８を備え、絶縁バンク８に囲まれた領域に有機層６が形成されている。
有機層６は、第１～第３のサブ画素３１、３２、３３のいずれにおいても、第１～第３の
サブ画素３１、３２、３３の長辺方向および短辺方向の両端付近において膜厚の低下部分
Ｓ１～Ｓ６（以下、有機層６の膜厚の低下部分は、単にシャドウ部とも称される）を含ん
でいる。なお、有機層６の「膜厚」は、有機層６に対向する第１電極５の上面から、第２
電極７に対向する有機層６の上端（上面）までの距離である。従って、有機層６に関する
「膜厚の変化」や「膜厚の低下」は、第１電極５の上面からの有機層６の上端の高さの変
化や低下を意味している。
【００２０】
　ここで、第１～第３のサブ画素３１、３２、３３の有機層６にシャドウ部Ｓ１～Ｓ６が
形成される理由を説明する。図４には、有機層６の形成時に用いられる蒸着マスク１１の
一例が示されている。蒸着マスク１１は、樹脂フィルム１１１と、樹脂フィルム１１１を
補強する金属支持層１１２と、それらの周囲に形成され、蒸着装置（図示せず）への蒸着
マスク１１の固定に用いられるフレーム（枠体）１１３とによって構成されている。樹脂
フィルム１１１には、有機層６の形成箇所に応じた位置に開口１１０が設けられ、金属支
持層１１２には、樹脂フィルム１１１の開口１１０を内包する開口１１２ａが設けられて
いる。有機層６の形成時に、開口１１０を通過した有機材料だけが基板４（図３Ａ参照）
に到達することによって所定の位置に有機層６が形成される。
【００２１】
　図５Ａには、有機層６の形成のために蒸着装置（図示せず）の内部に配置された基板４
および蒸着マスク１１が示されている。基板４には、第１電極５および絶縁バンク８が形
成されている。なお、図５Ａに示される画素２の断面は、図３Ａと同様の位置での断面で
ある。蒸着マスク１１は、第１のサブ画素３１用の蒸着マスクであり、第１のサブ画素３
１に応じた開口１１０を有している。蒸着マスク１１と基板４は、絶縁バンク８に囲まれ
た領域の真下に蒸着マスク１１の開口１１０が位置するように位置合わせしたうえで密着
されている。蒸着マスク１１の開口１１０内には第１のサブ画素３１に設けられた第１電
極５が露出し、一方、第３のサブ画素３３は、蒸着マスク１１に覆われている。なお、図
５Ａおよび後述の図５Ｂでは、有機層６は未だ形成されておらず、各サブ画素も未だ存在
していないが、これらの図を用いた説明では、便宜上、第１～第３のサブ画素３１、３２
、３３それぞれが形成されるべき領域が、それぞれ、第１、第２、第３のサブ画素３１、
３２、３３と称される。
【００２２】
　蒸着マスク１１の下方には、直線状に並べられた複数のるつぼ１６ａを有するライン蒸
着源１６が備えられている。複数のるつぼ１６ａは、ライン蒸着源１６の一端から、その
反対側の他端まで適度に間隔を空けて配置されている。基板４におけるライン蒸着源１６
の長手方向に沿った帯状の領域に一定の厚さで蒸着材料（有機材料）６１を付着させるこ
とができるように、るつぼ１６ａの位置および角度が調整されている。そしてライン蒸着
源１６は、ライン蒸着源１６の長手方向と直交する方向（図５Ａ上、紙面と直交する前後
方向）に、基板４の全長（または全幅）に渡って、基板４に対して相対的に移動する。そ
の結果、基板４の全面に渡って、蒸着マスク１１に覆われた部分を除く第１電極５の表面
上に、理想的には略均一に、有機材料６１が蒸着される。
【００２３】
　ライン蒸着源１６の長手方向においては、たとえば、図５Ａ上、右側の第１のサブ画素
３１（以下、図５Ａが参照される場合、右側の第１のサブ画素は単に第１のサブ画素と称
される）には、その近傍に位置するるつぼ１６ａ２からだけでなく、るつぼ１６ａ１やる
つぼ１６ａ３など、他の全てのるつぼ１６ａからも有機材料６１が飛来する。しかし、る
つぼ１６ａが第１のサブ画素３１から離れれば離れる程、そのるつぼ１６ａから飛来する
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有機材料６１の入射角θは小さくなる。そして、蒸着マスク１１の開口１１０のテーパ角
αまたは絶縁バンク８のテーパ角よりも小さい入射角θで飛来する有機材料６１は、蒸着
マスク１１や絶縁バンク８に阻まれて第１のサブ画素３１に到達し得ない。
【００２４】
　たとえば、点Ｐ１には、るつぼ１６ａ１から飛来する有機材料６１は到達するが、るつ
ぼ１６ａ２から飛来する有機材料６１は到達し得ない。換言すると、るつぼ１６ａ１から
飛来した有機材料６１は、点Ｐ１には到達するが、点Ｐ２には到達し得ない。同様に、る
つぼ１６ａ３から飛来する有機材料６１は、点Ｐ３には到達するが点Ｐ４には到達し得な
い。すなわち、第１のサブ画素３１の両端部の近くであればあるほど、有機材料６１が到
達し難い。この事象は、ライン蒸着源１６の長手方向に並ぶ他の複数のるつぼ１６から飛
来する有機材料６１においても同様に存在する。そのため、第１のサブ画素３１において
、ライン蒸着源１６の長手方向における両端部付近には、比較的、幅が広く、膜厚の低下
の大きなシャドウ部（たとえばシャドウ部Ｓ２（図３Ａ参照））が発生する。第２および
第３のサブ画素３２、３３においても、同様の事情によって、ライン蒸着源１６の長手方
向における両端部付近に大きなシャドウ部（たとえばシャドウ部Ｓ４、Ｓ５（図３Ｂ参照
））が発生する。
【００２５】
　一方、ライン蒸着源１６の長手方向と直交する、ライン蒸着源１６の移動方向において
は、第１～第３のサブ画素３１、３２、３３の両端部には、膜厚の大きな低下部分は発生
し難い。この点について、図５Ｂを参照して説明する。図５Ｂには、図５Ａに示される基
板４、蒸着マスク１１およびライン蒸着源１６が、ライン蒸着源１６の側方の視点から描
かれている。すなわち、ライン蒸着源１６は、図５Ｂ上、紙面と直交する方向に延びてお
り、図５Ｂ上、左右方向に、基板４に対して相対的に移動する。なお、図５Ｂに示される
画素２の断面は、図３Ｃと同様の位置での断面である。第２のサブ画素３２は蒸着マスク
１１に覆われている。
【００２６】
　図５Ｂに示されるように、ライン蒸着源１６の移動方向においては、前述のライン蒸着
源１６の長手方向と比べて狭い範囲から、有機材料６１が第１のサブ画素３１に飛来する
。ライン蒸着源１６の幅方向（ライン蒸着源の移動方向）に複数個のるつぼ１６ａが並べ
られたとしても、ライン蒸着源１６の長手方向と比べると遥かに狭い範囲から有機材料６
１が飛来する。そのため、小さな入射角で飛来する有機材料６１が少なく、蒸着マスク１
１や絶縁バンク８に阻まれる有機材料６１も少ない。そのため、第１のサブ画素３１にお
いて、ライン蒸着源１６の移動方向における両端部付近には、比較的幅が狭く、膜厚の低
下の小さなシャドウ部（たとえばシャドウ部Ｓ１（図３Ｃ参照））しか発生しない。第２
および第３のサブ画素３２、３３においても、同様の事情によって、ライン蒸着源１６の
移動方向における両端部付近には、比較的小さなシャドウ部（たとえばシャドウ部Ｓ３、
Ｓ６（図３Ｃ、３Ｄ参照））しか発生しない。
【００２７】
　このように、ライン蒸着源１６を用いた蒸着工程で形成された有機層６では、略矩形の
第１～第３のサブ画素３１、３２、３３の長辺の両端部または短辺の両端部のいずれか一
方において他方よりも大きなシャドウ部（たとえばシャドウ部Ｓ２、Ｓ４、Ｓ５）が発生
する。以下、図３Ａ～３Ｄを再度参照して本実施形態の有機ＥＬ表示装置１についての説
明を続ける。
【００２８】
　図３Ａ～３Ｄに示されるように、第１～第３のサブ画素３１、３２、３３では、それぞ
れの長辺方向および短辺方向における有機層６の膜厚の変化Δｔ１～Δｔ６が、主にシャ
ドウ部Ｓ１～Ｓ６によって生じている。そして、第１のサブ画素３１では、長辺方向（図
３ＡにおけるＸ方向）における有機層６の膜厚の変化Δｔ２が、短辺方向（図３Ｃにおけ
るＸ方向）における有機層６の膜厚の変化Δｔ１よりも大きい。同様に、第２のサブ画素
３２では、長辺方向（図３ＢにおけるＸ方向）における有機層６の膜厚の変化Δｔ４が、
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短辺方向（図３ＣにおけるＸ方向）における有機層６の膜厚の変化Δｔ３よりも大きい。
一方、第３のサブ画素３３では、短辺方向（図３Ａおよび図３ＢにおけるＸ方向）におけ
る有機層６の膜厚の変化Δｔ５が、長辺方向（図３ＤにおけるＸ方向）における有機層６
の膜厚の変化Δｔ６よりも大きい。第１および第２のサブ画素３１、３２それぞれの長辺
方向における有機層６の膜厚の変化Δｔ２、Δｔ４、ならびに、第３のサブ画素３３の短
辺方向における有機層６の膜厚の変化Δｔ５は、各サブ画素の有機層６の正規の膜厚に対
して略１０％である。また、第１および第２のサブ画素３１、３２それぞれの短辺方向に
おける有機層６の膜厚の変化Δｔ１、Δｔ３、ならびに、第３のサブ画素３３の長辺方向
における有機層６の膜厚の変化Δｔ６は、各サブ画素の有機層６の正規の膜厚に対して５
％以下である。なお、図３Ａ～３Ｄでは、有機層６の膜厚の変化Δｔ１～Δｔ６は、有機
層６の膜厚に対して誇張して描かれている。
【００２９】
　このように、第１および第２のサブ画素３１、３２では、両長辺それぞれに沿って存在
するシャドウ部Ｓ１、Ｓ３よりも膜厚の低下が大きく且つ幅の広いシャドウ部Ｓ２、Ｓ４
が両短辺それぞれに沿って存在している。シャドウ部Ｓ１～Ｓ４は発光層６ｂが薄い部分
でもあるため、膜厚の低下の大きなシャドウ部Ｓ１～Ｓ４が広い領域にわたって存在すれ
ばするほど、有機層６から発せられる光の輝度や色度が低下し、また寿命も短くなる。第
１および第２のサブ画素３１、３２では、膜厚の低下が大きく、かつ、幅広のシャドウ部
Ｓ２、Ｓ４が、各サブ画素において長辺よりも短い短辺に沿って存在しているので、その
ようなシャドウ部が長辺に沿って存在する場合と比べて、輝度などに与える影響が小さい
。
【００３０】
　前述のように、ライン蒸着源１６（図５Ａ参照）を用いた有機層６の形成では、略矩形
の第１～第３のサブ画素３１、３２、３３の長辺の両端部および短辺の両端部のいずれか
一方において他方よりも大きなシャドウ部が発生する。しかし、第１および第２のサブ画
素３１、３２の長辺をライン蒸着源１６の長手方向と略平行になるように配置して有機材
料の蒸着を行うことによって、大きなシャドウ部Ｓ２、Ｓ４を、輝度などへの影響の少な
い短辺に沿って生じさせることができる。
【００３１】
　第１および第２のサブ画素３１、３２と異なり、第３のサブ画素３３では、膜厚の低下
が大きく、かつ、幅の広いシャドウ部Ｓ５が、両長辺それぞれに沿って存在している。第
１および第２のサブ画素３１、３２の長辺をライン蒸着源１６（図５Ａ参照）の長手方向
と略平行に配置して蒸着を行う場合、第３のサブ画素３３では、第１および第２のサブ画
素３１、３２の短辺と略平行な長辺に沿って、このように比較的大きなシャドウ部Ｓ５が
発生することとなる。しかし、第３のサブ画素３３を、その長辺が第１および第２のサブ
画素３１、３２の短辺と略平行になるように配置することによって、前述のように、有機
ＥＬ表示装置１の製造を容易にすることができる。そして、少なくとも、第１および第２
のサブ画素３１、３２においては、前述のように、比較的大きなシャドウ部Ｓ２、Ｓ４に
よる輝度などへの影響を小さくすることができる。
【００３２】
　本実施形態では、各サブ画素の有機層６において所定の厚さ以上の膜厚で形成されてい
る部分が各サブ画素全体に占める比率に関して、第３のサブ画素３３における比率よりも
、第１および第２のサブ画素３１、３２における比率の方が大きいと言える。たとえば、
本実施形態では、第１～第３のサブ画素３１、３２、３３各々の全体の面積に対する、第
１～第３のサブ画素各々における有機層６の最大の厚さの９５％以上の厚さを有する部分
の面積比は、第３のサブ画素３３の面積比よりも第１のサブ画素３１および第２のサブ画
素３２における面積比の方が大きい。図６Ａおよび図６Ｂを参照してこの点について具体
的に説明する。なお「面積比」は、複数の画素２がマトリクス状に整列される画素平面に
おける、各サブ画素各々の全体の面積と有機層６の最大の厚さの９５％以上の厚さを有す
る部分の面積との比率である。
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【００３３】
　図６Ａでは、第１および第２のサブ画素３１、３２を代表して第１のサブ画素３１の断
面図が下段に、そして、平面図が上段にそれぞれ示されている。上段の図では、有機層６
において、有機層６の最大の厚さ（図６Ａでは、有機層６の正規の厚さ）ＴＭの９５％以
上の厚さを有する部分にハッチングが施されている（図６Ａにおいて、ＴＮ＝０．９５×
ＴＭ）。図６Ｂには、第３のサブ画素３３の平面図が示されており、図６Ａと同様に、有
機層６の最大の厚さの９５％以上の厚さを有する部分にハッチングが施されている。本実
施形態では、第１のサブ画素３１全体の面積：Ａ１＝Ｌ１×Ｗ１に対する、ハッチングさ
れた部分の面積Ａ２＝Ｌ２×Ｗ２の比率Ｒ１は、第３のサブ画素３３全体の面積：Ａ３＝
Ｌ３×Ｗ３に対する、ハッチングされた部分の面積Ａ４＝Ｌ４×Ｗ４の比率Ｒ２よりも大
きい。なお、Ｌ１およびＷ１は、それぞれ、第１のサブ画素３１の長辺および短辺の長さ
、Ｌ２およびＷ２は、それぞれ、第１のサブ画素３１における最大の厚さの９５％以上の
厚さを有する部分の長辺および短辺の長さ、Ｌ３およびＷ３は、それぞれ、第３のサブ画
素３３の長辺および短辺の長さ、そして、Ｌ４およびＷ４は、それぞれ、第３のサブ画素
３３における最大の厚さの９５％以上の厚さを有する部分の長辺および短辺の長さである
。
【００３４】
　なお、有機層６において、最大の厚さの９５％以上の厚さを有する領域では、最大の厚
さを有する部分との間の色度ムラは、目視では感知され難い。その点で、最大の厚さの９
５％以上の厚さを有する部分をサブ画素全体に対して高い面積比で有することは、各サブ
画素にとって好ましい。しかし、表示特性に関して有意な有機層６の膜厚の閾値が最大の
厚さの９５％以外の厚さであっても、第１および第２のサブ画素３１、３２は、良好な表
示特性を示す部分を、各サブ画素全体の面積に対する比率に関して第３のサブ画素３３よ
りも高い比率で有し得る。このように、本実施形態では、１つの画素２における過半数の
サブ画素（第１および第２のサブ画素３１、３２）において、良好な表示特性を示す領域
を各サブ画素全体に対して高い面積比で確保することができる。
【００３５】
　第３のサブ画素３３では、その長辺に沿って、比較的大きなシャドウ部Ｓ５が存在して
いるが、その影響を少なくすることも可能である。たとえば、再度図３Ａ～３Ｄを参照す
ると、第３のサブ画素３３における有機層６の正規の膜厚Ｔ３（図３Ａ参照）は、複数の
画素２の各々が有する少なくとも３つのサブ画素（図３Ａ～３Ｄに示される例では第１～
第３のサブ画素３１、３２、３３）のうちで最も薄い。そのため、仮に第１および第２の
サブ画素３１、３２において長辺に沿って大きなシャドウ部Ｓ２、Ｓ４が存在する場合と
比べると、第３のサブ画素３３におけるシャドウ部Ｓ５の輝度などへの影響は少ない。
【００３６】
　すなわち、第３のサブ画素３３では、有機層６の本来の膜厚Ｔ３が薄いため、たとえ有
機層６の膜厚の変化率が各サブ画素各々の間で同じであっても、シャドウ部Ｓ５、Ｓ６に
おける膜厚の変化Δｔ５、Δｔ６の絶対値は比較的小さい。具体的には、第３のサブ画素
３３の長辺に沿ったシャドウ部Ｓ５おける有機層６の膜厚の変化Δｔ５は、第１および第
２のサブ画素３１、３２の短辺に沿ったシャドウ部Ｓ２、Ｓ４における有機層６の膜厚の
変化Δｔ２、Δｔ４よりも小さい。有機層６の膜厚の変化は、その変化の絶対値に応じて
輝度などに影響を与えるため、第３のサブ画素３３におけるシャドウ部Ｓ５の影響は、シ
ャドウ部Ｓ５と同じ膜厚の変化率を有するシャドウ部を第１および第２のサブ画素３１、
３２がその長辺に沿って含んでいる場合よりも小さい。
【００３７】
　一方、図３Ａ～３Ｄに示される例では、第１のサブ画素３１における有機層６の正規の
膜厚は、複数の画素２の各々が有する少なくとも３つのサブ画素（図３Ａ～３Ｄに示され
る例では第１～第３のサブ画素３１、３２、３３）のうちで最も厚い。そして、第２のサ
ブ画素３２における有機層６の正規の膜厚は、第１のサブ画素３１の有機層６の正規の膜
厚よりも薄く、第３のサブ画素３３の有機層６の正規の膜厚よりも厚い。第１のサブ画素
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３１では、前述のように、大きなシャドウ部Ｓ２は、第１のサブ画素３１の短辺に沿って
存在するため、シャドウ部Ｓ２による輝度などへの影響は少ない。そのため、第１のサブ
画素３１では、有機層６が厚く形成されても大きな問題にはならない。
【００３８】
　本実施形態では、第２のサブ画素３２においても、大きなシャドウ部Ｓ４は、第２のサ
ブ画素３２の短辺に沿って存在するため、シャドウ部Ｓ４による輝度などへの影響は少な
い。従って、図３Ａ～３Ｄの例と異なり、第２のサブ画素３２の有機層６が、第１のサブ
画素３１の有機層６と同じ厚さか、第１のサブ画素３１の有機層６よりも厚くてもよい。
第１のサブ画素３１と第２のサブ画素３２のいずれの有機層６の膜厚が、少なくとも３つ
のサブ画素のうちで最も厚くてもよい。
【００３９】
　第１～第３のサブ画素３１～３３は、それら３つのサブ画素によって、所謂光の三原色
である赤、緑および青の全ての色の光を発することができるように、好ましくは、赤色発
光材料を含むサブ画素、緑色発光材料を含むサブ画素、および、青色発光材料を含むサブ
画素を含んでいる。有機層６の膜厚は、有機層６で発せられた光が、第１電極５と第２電
極７との間で反射を繰り返し、その結果、画素表面に垂直な方向に放射される光の強度が
高まるように、発せられる光の波長に合致していることが好ましい。そして、赤、緑およ
び青各々の光の波長は、赤、緑、青の順で長い。従って、図３Ａ～３Ｄの例のように、第
１のサブ画素３１の有機層６の膜厚が第１～第３のサブ画素３１、３２、３３のうちで最
も厚い場合、第１のサブ画素３１が赤色発光材料を含んでいることが好ましい。その場合
、第２のサブ画素３２が、緑色の発光材料を含んでいることが好ましい。さらに、第３の
サブ画素３３の有機層６の膜厚が第１～第３のサブ画素３１、３２、３３のうちで最も薄
い場合、第３のサブ画素３３が青色発光材料を含んでいることが好ましい。なお、図３Ａ
～３Ｄの例と異なり、第２のサブ画素３２の有機層６が第１のサブ画素３１の有機層６よ
りも厚い場合は、第２のサブ画素３２が赤色発光材料を含み、第１のサブ画素３１が緑色
発光材料を含んでいてもよい。また、画素２が４つ以上のサブ画素を備える場合、第１～
第３のサブ画素３１、３２、３３以外のサブ画素は、任意の色の光を発する発光材料を含
み得る。なお、赤、緑および青各々の色の光を発する有機材料の例については、後述され
る。
【００４０】
　図７には、第１～第３のサブ画素３１、３２、３３の図３Ａおよび図３Ｂに示される断
面が、互いの厚さの比較をされやすいように並べて、かつ、図３Ａおよび図３Ｂよりも具
体的に示されている。図７に示されるように、第１～第３のサブ画素３１、３２、３３は
、それぞれ多層構造を有し得る。図７には、有機層６を構成する個々の層として、第１電
極５に近い側から、正孔輸送層６ａ、発光層６ｂ、電子輸送層６ｃが示されている。この
場合、第１電極５は陽極であり、第２電極７は陰極である。有機層６は、図示されていな
いが、第１電極５（陽極）と正孔輸送層６ａとの間に正孔注入層を含んでいてもよく、第
２電極７（陰極）と電子輸送層６ｃとの間に電子注入層を含んでいてもよい。
【００４１】
　図７に示される例では、発光層６ｂおよび正孔輸送層６ａの厚さを異ならせることによ
って、第１～第３のサブ画素３１、３２、３３各々の間における有機層６全体の厚さが異
ならされている。たとえば、第１のサブ画素３１が赤色発光材料を含む場合、第１のサブ
画素３１の正孔輸送層６ａの厚さは、たとえば、６０ｎｍ以上、２００ｎｍ以下であり、
発光層６ｂの厚さは、たとえば、３０ｎｍ以上、６０ｎｍ以下である。そして、第１のサ
ブ画素３１における有機層６の全体の厚さは、たとえば、１２０ｎｍ以上、２９０ｎｍ以
下であり、好ましくは１７０ｎｍ以上、２５０ｎｍ以下である。また、第２のサブ画素３
２が、緑色発光材料を含む場合、第２のサブ画素３２の正孔輸送層６ａの厚さは、たとえ
ば、６０ｎｍ以上、１７０ｎｍ以下であり、発光層６ｂの厚さは、たとえば、２０ｎｍ以
上、４０ｎｍ以下である。そして、第２のサブ画素３２における有機層６の全体の厚さは
、たとえば、１１０ｎｍ以上、２４０ｎｍ以下であり、好ましくは１４０ｎｍ以上、２２
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０ｎｍ以下である。また、第３のサブ画素３３が、青色発光材料を含む場合、第３のサブ
画素３３の正孔輸送層６ａの厚さは、たとえば、６０ｎｍ以上、１４０ｎｍ以下であり、
発光層６ｂの厚さは、たとえば、１０ｎｍ以上、３０ｎｍ以下である。そして、第３のサ
ブ画素３３における有機層６の全体の厚さは、たとえば、１００ｎｍ以上、２００ｎｍ以
下であり、好ましくは１１０ｎｍ以上、１９０ｎｍ以下である。
【００４２】
　なお、第１～第３のサブ画素３１、３２、３３における有機層６の膜厚の大小関係は、
図７に示される例に限定されない。たとえば、第１～第３のサブ画素３１、３２、３３に
おける有機層６の厚さが全て同じであってもよい。また、電子輸送層６ｃ、ならびに、図
示されない正孔注入層および電子注入層の厚さが、第１～第３のサブ画素３１、３２、３
３各々の間で異なっていてもよい。
【００４３】
　有機層６を構成する正孔輸送層６ａは、たとえば、トリフェニルアミンなどのアミン系
材料などを用いて形成される。発光層６ｂは、ホスト材料であるＡｌｑ3やＢＡｌｑなど
に、発光色に応じた蛍光ドーパント、たとえば赤色であればＤＣＭやＤＣＪＴＢなど、緑
色であればクマリン６など、青色であればペリレンなどをドープした材料を用いて形成さ
れる。また、ドーパントとしてイリジウム錯体などの燐光ドーパントを使用してもよい。
さらに、ホスト、ドーパントとして熱活性化遅延蛍光材料(ＴＡＤＦ材料)を使用してもよ
い。電子輸送層６ｃもＡｌｑ3などを用いて形成される。図示されない正孔注入層や電子
注入層が設けられる場合、正孔注入層はたとえばアミン系化合物などを用いて形成され、
電子注入層は、たとえばＬｉＦなどを用いて形成される。なお、ＬｉＦは一般的には無機
材料に属するが、電子注入層が設けられる場合は、電子注入層の厚さも、第１電極５と第
２電極７との間に設けられる有機層６の膜厚に含まれる。
【００４４】
　第１電極５は、陽極を構成する場合、有機層６などとの仕事関数の関係などにより選定
された材料により形成され、たとえば、ＡｇあるいはＡＰＣなどの金属膜と、ＩＴＯ膜と
の組み合わせにより形成される。また、第２電極７は、本実施形態はトップエミッション
型であるため、透光性の材料で形成され、陰極を構成する場合、たとえば、薄膜のＭｇ－
Ａｇ共晶膜やＡｌ膜などを用いて形成される。また、絶縁バンク８は、たとえばポリイミ
ドやアクリル樹脂などの樹脂を用いて形成される。なお、図示されていないが、第２電極
７を覆う保護膜が、たとえばＳｉ3Ｎ4などを用いて形成される。基板４の材料としては、
ガラスやポリイミド樹脂などが例示される。また、図示されていないが、基板４における
第１電極５の下層部には、複数の薄膜トランジスタによって構成されていて画素２への供
給電流を制御する駆動回路が画素２の各々に対して形成されている。
【００４５】
　＜実施形態２＞
　図８には、実施形態２の有機ＥＬ表示装置を構成する複数の画素２のうちの１つが示さ
れている。本実施形態における複数の画素２は、前述の実施形態１と異なり矩形の形状を
有している。このように、各実施形態の有機ＥＬ表示装置を構成する画素２の形状は、画
素２がマトリクス状に整列され得る形状であればよく、正方形に限定されない。
【００４６】
　本実施形態おいても、複数の画素２の各々は、実施形態１と同様に３つのサブ画素を備
えており、図８の例では、第１のサブ画素３１、第２のサブ画素３２および第３のサブ画
素３３を備えている。そして、本実施形態では、第３のサブ画素３３の面積は、第１のサ
ブ画素３１および第２のサブ画素３２の面積よりも大きい。
【００４７】
　第３のサブ画素３３は、前述の実施形態１と同様に、その長辺に沿って比較的大きなシ
ャドウ部Ｓ５を含んでいる。また、第３のサブ画素３３は、実施形態１と同様に、好まし
くは青色発光材料を含み、そのため、設計上の本来の膜厚が薄い有機層６（図３Ａ参照）
を有し得る。そのため、第３のサブ画素３３の有機層６の体積は、第１および第２のサブ
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画素３１、３２の有機層６と比べて小さくなり、第３のサブ画素３３によって発せられる
光の輝度や第３のサブ画素３３の有機層６の寿命が低くなることがある。しかし、本実施
形態のように、第３のサブ画素３３の面積を第１および第２のサブ画素３１、３２の面積
よりも大きくすることによって第３のサブ画素３３の有機層６の体積を大きくし、その結
果、第３のサブ画素３３の発光特性および寿命を高めることができる。なお、本実施形態
における、画素２の形状および第３のサブ画素３３の面積以外の構造や材料については、
前述の実施形態１と同様であるため、その説明は省略される。
【００４８】
　＜製造方法＞
　つぎに、実施形態１の有機ＥＬ表示装置の製造方法について説明する。本実施形態の有
機ＥＬ表示装置の製造方法では、蒸着マスクの準備工程と、蒸着マスクを用いて有機材料
を被蒸着基板に蒸着する工程以外は、周知の方法が用いられ得るので、蒸着マスクの準備
工程および蒸着工程だけが説明される。
【００４９】
　本実施形態の有機ＥＬ表示装置の製造方法は、略矩形の形状を有する第１の開口３１ａ
が形成されている第１の蒸着マスク１１ａ、略矩形の形状を有する第２の開口３２ａが形
成されている第２の蒸着マスク１１ｂ、および略矩形の形状を有する第３の開口３３ａが
形成されている第３の蒸着マスク１１ｃを準備する工程を含んでいる（図９Ａ～９Ｃ参照
）。本実施形態の有機ＥＬ表示装置の製造方法は、さらに、第１～第３の蒸着マスク１１
ａ、１１ｂ、１１ｃを、順次、基板（被蒸着基板）４の表面に重ね合せ、基板４に重ね合
せた第１～第３の蒸着マスク１１ａ、１１ｂ、１１ｃをライン蒸着源１６の上方に順次配
置し、ライン蒸着源１６からの有機材料６１を被蒸着基板４の表面に蒸着する工程を含ん
でいる（図１１Ａ～１１Ｃ参照）。ここで、第１の蒸着マスク１１ａおよび第２の蒸着マ
スク１１ｂを用いた蒸着では、第１の開口３１ａおよび第２の開口３２ａの長辺とライン
蒸着源１６の長手方向とが略平行になるように第１の蒸着マスク１１ａおよび第２の蒸着
マスク１１ｂが配置される。また、第３の蒸着マスク１１ｃを用いた蒸着では、第３の開
口３３ａの短辺とライン蒸着源１６の長手方向とが略平行になるように第３の蒸着マスク
１１ｃが配置される。以下、図９Ａ～１１Ｃを参照して、第１～第３の蒸着マスク１１ａ
、１１ｂ、１１ｃの準備工程および有機材料６１の蒸着工程がさらに説明される。
【００５０】
　図９Ａには第１の蒸着マスク１１ａの準備工程の一例が示されている。図９Ａに示され
るように、ポリイミド樹脂などからなる３～１０μｍ程度の厚さの樹脂フィルム１１１に
第１の開口３１ａが形成される。樹脂フィルム１１１は、たとえば、ダミー基板１７にス
リットコートやスピンコートなどによって液状のポリイミド樹脂を塗布し、４５０℃程度
の温度で焼成することによって形成される。樹脂フィルム１１１の材料には、ポリイミド
樹脂以外に、ＰＥＮ、ＰＥＴ、ＣＯＰ、ＣＯＣ、ＰＣなどが用いられてもよい。また、液
状のポリイミド樹脂の焼成は、段階的に焼成温度を変えながら行われてもよい。図９Ａで
は図示されていないが、樹脂フィルム１１１のダミー基板１７と反対側の表面上に、真空
蒸着、スパッタリング、または金属箔の積層などによって金属支持層１１２（図４参照）
が設けられていてもよい。その場合、金属支持層１１２には、エッチングなどによって開
口１１２ａ（図４参照）が形成される。
【００５１】
　第１の開口３１ａは、ダミー基板１７に付着している状態の樹脂フィルム１１１にレー
ザ光を照射することにより形成される。レーザ光は、例えば図９Ａに示されるように、第
１の開口用のパターン１８１を有するレーザ用マスク１８と光学レンズ１９を介して樹脂
フィルム１１１に照射される。第１の開口用のパターン１８１を透過したレーザ光は、光
学レンズ１９によって集光されて樹脂フィルム１１１に到達する。樹脂フィルム１１１で
は、レーザ光を照射された部分が焼失する。その結果、樹脂フィルム１１１に、第１の開
口３１ａが形成される。レーザ光を照射する装置がステッパによって動かされ、樹脂フィ
ルム１１１に所定の数の第１の開口３１ａが形成される。光学レンズ１９は必ずしも必要
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ではないが、加工面の照射エネルギー密度を高めるのに有効である。
【００５２】
　第１の開口３１ａが形成された樹脂フィルム１１１の周縁には、必要に応じて枠体１１
３（図４参照）がエポキシ系の接着剤などを用いて貼り付けられる。その後、樹脂フィル
ム１１１がダミー基板１７から剥離されることにより、第１の蒸着マスク１１ａの準備が
完了する。
【００５３】
　第１の蒸着マスク１１ａが準備される方法と同様の方法によって、図９Ｂおよび図９Ｃ
にそれぞれ示される第２の蒸着マスク１１ｂおよび第３の蒸着マスク１１ｃが準備される
。第１の蒸着マスク１１ａに形成される第１の開口３１ａおよび第２の蒸着マスク１１ｂ
に形成される第２の開口３２ａは、有機材料６１（図１１Ａ～１１Ｃ参照）の蒸着時に、
各々の長辺の方向がライン蒸着源１６の長手方向と並行となり得るように形成される。ま
た、第３の蒸着マスク１１ｃに形成される第３の開口３３ａは、有機材料６１の蒸着時に
、その短辺の方向がライン蒸着源１６の長手方向と並行となり得るように形成される。
【００５４】
　たとえば、第１～第３の蒸着マスク１１ａ～１１ｃが全て矩形の平面形状を有しており
、かつ、各蒸着マスクが、各々の長辺方向とライン蒸着源１６の長手方向とが直交するよ
うに蒸着装置（図示せず）にセットされる場合が想定される。そのような場合、第１の開
口３１ａおよび第２の開口３２ａは、各々の長手方向が、第１の蒸着マスク１１ａおよび
第２の蒸着マスク１１ｂそれぞれの長手方向と直交するように形成される。それに対して
、第３の開口３３ａは、その長手方向が第３の蒸着マスク１１ｃの長手方向と平行になる
ように形成される。一方、各蒸着マスクが各々の長辺方向とライン蒸着源１６の長手方向
とが平行になるように蒸着装置にセットされる場合は、第３の開口３３ａは、その長手方
向が第３の蒸着マスク１１ｃの長手方向と直交するように形成される。そして、第１の開
口３１ａおよび第２の開口３２ａは、各々の長手方向が第１の蒸着マスク１１ａおよび第
２の蒸着マスク１１ｂそれぞれの長手方向と平行になるように形成される。
【００５５】
　或いは、第１の開口３１ａおよび第２の開口３２ａは、第１～第３の蒸着マスク１１ａ
～１１ｃが各々の長手方向を揃えて、または、各々の認識マーク１１４の位置を合せて重
ねられた場合に、互いの長辺が略平行な状態で並列するように形成されてもよい。一方、
第３の開口３３ａは、第１～第３の蒸着マスク１１ａ～１１ｃが各々の長手方向を揃えて
、または、各々の認識マーク１１４の位置を合せて重ねられた場合に、第３の開口３３ａ
の長辺が第１の開口３１ａの短辺および第２の開口３２ａの短辺と略平行になるように形
成されてもよい。
【００５６】
　レーザ光照射の条件は、加工される樹脂フィルム１１１の材料、厚さ、形成される第１
～第３の開口３１ａ、３２ａ、３３ａの大きさや形状などに応じて適宜選択される。一般
的には、レーザ光のパルス周波数：１Ｈｚ以上、６０Ｈｚ以下、パルス幅：１ナノ秒以上
、１５ナノ秒以下、１パルス当たりの照射面におけるレーザ光のエネルギー密度：０．０
１Ｊ／ｃｍ2以上、１Ｊ／ｃｍ2以下の各条件で、レーザ光の照射が行われる。レーザ光源
としては、たとえば、ＹＡＧレーザや、エキシマレーザ、Ｈｅ－Ｃｄレーザなどが用いら
れるが、他のレーザ光源が用いられてもよい。
【００５７】
　第１～第３の開口３１ａ、３２ａ、３３ａは、蒸着工程においてライン蒸着源１６（図
１１Ａ～１１Ｃ参照）に向けられる樹脂フィルム１１１の表面から、その反対側の被蒸着
基板４に向けられる裏面に向かって開口が小さくなる、すなわち先細りのテーパ形状に形
成されることが好ましい。そのようなテーパ形状の第１～第３の開口３１ａ、３２ａ、３
３ａは、例えばレーザ用マスク１８の各開口用のパターン（第１の開口用のパターン１８
１など）を、その周端部に近付くほどレーザ光の透過率が低くなるように形成することに
より得られる。
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【００５８】
　なお、第１の開口３１ａ、第２の開口３２ａ、第３の開口３３ａは、それぞれ、前述の
第１のサブ画素３１、第２のサブ画素３２、第３のサブ画素３３それぞれの有機層６（図
３Ａ～３Ｄ参照）を形成する有機材料が、その蒸着時に通過する開口である。このように
第１～第３の開口３１ａ、３２ａ、３３ａのいずれかだけを備える蒸着マスクの他に、図
示されていないが、第１～第３の開口３１ａ、３２ａ、３３ａ全てを備える蒸着マスクが
準備されてもよい。すなわち、第１～第３のサブ画素３１、３２、３３各々の有機層６に
共通に用いられる有機材料（たとえば電子輸送層に用いられる有機材料）の蒸着に用いら
れる蒸着マスクが準備されてもよい。その場合、第１の開口３１ａおよび第２の開口３２
ａは、それぞれの長辺が略平行な状態で並列するように形成され、第３の開口３３ａは、
その長辺が第１の開口３１ａおよび第２の開口３２ａそれぞれの短辺と略平行になるよう
に形成される。しかし、電子輸送層などについても、第１～第３の蒸着マスク１１ａ～１
１ｃを用いて、サブ画素ごとに順次蒸着が行われてもよい。また、有機ＥＬ表示装置の製
造では、複数の有機ＥＬ表示装置が、１枚の被蒸着基板４（図１０参照）において複数個
縦横に配列された状態で製造され得る。その場合、第１～第３の蒸着マスク１１ａ～１１
ｃにも、有機ＥＬ表示装置の画素数に応じた、それぞれ複数の第１～第３の開口３１ａ、
３２ａ、３３ａが、１枚の被蒸着基板４を用いて製造される複数の有機ＥＬ表示装置の配
列に応じて、縦横に複数組形成される。
【００５９】
　図１０に示されるように、被蒸着基板４が、第１の蒸着マスク１１ａの表面上に配置さ
れ、第１の蒸着マスク１１ａが被蒸着基板４の表面に重ね合わせられる。図示されていな
いが、被蒸着基板４には、有機ＥＬ表示素子の駆動回路を構成する複数の薄膜トランジス
タが形成されており、駆動回路上に設けられる平坦化膜上に第１電極５（図３Ａ参照）が
形成されている。さらに、第１～第３のサブ画素３１、３２、３３各々における有機層６
（図３Ａ参照）を形成すべき領域が絶縁バンク８（図３Ａ参照）によって区画されている
。前述のように、１つの被蒸着基板４を用いて複数個の有機ＥＬ表示装置が縦横に並列状
態で製造され得る。その場合、１つの被蒸着基板４には、個々の有機ＥＬ表示装置に備え
られるべき複数個の第１～第３のサブ画素３１、３２、３３のための領域が、その有機Ｅ
Ｌ表示装置の配列に応じた配列で複数組区画される。
【００６０】
　第１の蒸着マスク１１ａにおける第１の開口３１ａと、被蒸着基板４における第１のサ
ブ画素３１とが位置合わせされる。この位置合わせは、第１のサブ画素３１および第１の
開口３１ａを画像認識することによって行われてもよく、被蒸着基板４および第１の蒸着
マスク１１ａの各々に設けられた認識マーク１１４を画像認識することによって行われて
もよい。
【００６１】
　そして、図１１Ａに示されるように、第１の開口３１ａの長辺方向とライン蒸着源１６
の長手方向とが略平行になるように、第１の蒸着マスク１１ａがライン蒸着源１６の上方
に配置される。ライン蒸着源１６は、その長手方向に並べられた複数のるつぼ１６ａを備
えている。複数のるつぼ１６ａの各々から、気化または昇華された有機材料６１が被蒸着
基板４に向かって飛散し、被蒸着基板４の表面に有機材料６１が蒸着される。ライン蒸着
源１６は、蒸着工程の間、ライン蒸着源１６の長手方向と直交する方向（図１１Ａにおい
て矢印Ｍで示される方向）に、被蒸着基板４に対して相対的に動かされる。ライン蒸着源
１６が、ライン蒸着源１６の移動方向における被蒸着基板４の長さに相当する移動距離だ
け移動することによって、被蒸着基板４の全面に（第１の蒸着マスク１１ａによるマスキ
ング箇所を除いて）有機材料６１が蒸着される。すなわち、被蒸着基板４の全面において
、第１のサブ画素３１に有機材料６１が蒸着される。
【００６２】
　第２の蒸着マスク１１ｂ（図９Ｂ参照）を用いた有機材料６１の蒸着も第１の蒸着マス
ク１１ａを用いた蒸着と同様に行われる。すなわち、前述の図１０に示される例と同様の
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方法で、第２の蒸着マスク１１ｂが被蒸着基板４の表面に重ね合わせられ、第２の開口３
２ａと第２のサブ画素３２とが位置合わせされる。そして、図１１Ｂに示されるように、
第２の開口３２ａの長辺方向とライン蒸着源１６の長手方向とが略平行になるように、第
２の蒸着マスク１１ｂがライン蒸着源１６の上方に配置され、ライン蒸着源１６からの有
機材料６１が被蒸着基板４の表面に蒸着される。
【００６３】
　さらに、第３の蒸着マスク１１ｃ（図９Ｃ参照）を用いた有機材料６１の蒸着が、第１
の蒸着マスク１１ａを用いた蒸着と同様の方法で行われる。前述の図１０に示される例と
同様の方法で、第３の蒸着マスク１１ｃが被蒸着基板４の表面に重ね合わせられ、第３の
開口３３ａと第３のサブ画素３３とが位置合わせされる。そして、第３の蒸着マスク１１
ｃを用いた蒸着では、図１１Ｃに示されるように、第３の開口３３ａの短辺方向とライン
蒸着源１６の長手方向とが略平行になるように、第３の蒸着マスク１１ｃがライン蒸着源
１６の上方に配置される。そして、ライン蒸着源１６からの有機材料６１が被蒸着基板４
の表面に蒸着される。
【００６４】
　図１１Ａ～１１Ｃに示される蒸着の際に、前述のように、第１～第３のサブ画素３１、
３２、３３各々においてライン蒸着源１６の長手方向と垂直な辺には、比較的大きなシャ
ドウ部が発生する。一方、第１～第３のサブ画素３１、３２、３３各々においてライン蒸
着源１６の長手方向と平行な辺には、比較的小さなシャドウ部だけが発生する。すなわち
、第１および第２のサブ画素３１、３２においては、その長辺に沿って小さなシャドウ部
Ｓ１、Ｓ３（図２参照）のみが発生し、第３のサブ画素３３においては、その長辺に沿っ
て比較的大きなシャドウ部Ｓ５（図２参照）が発生する。
【００６５】
　なお、第１～第３の蒸着マスク１１ａ、１１ｂ、１１ｃを用いた蒸着は、任意の順序で
実施され得る。さらに、第１～第３の蒸着マスク１１ａ～１１ｃ以外の蒸着マスクを用い
た蒸着が、必要に応じて適宜行われる。その結果、第１～第３のサブ画素３１、３２、３
３の各々に蒸着された有機材料６１からなる有機層６（図３Ａ参照）が形成される。
【００６６】
　その後、第２電極７（図３Ａ参照）が真空蒸着やスパッタリングなどの方法で全面に形
成され、さらに、図示されない保護膜が第２電極７の表面に形成される。そして、被蒸着
基板４が分割され、好ましくは、分割後の個々の基板を含む全体が、ガラスや樹脂フィル
ムなどからなる図示されないシール層により封止される。さらに、前述の駆動回路に駆動
信号および電力を供給するソースドライバやゲートドライバなどが備えられる。たとえば
これらの工程を経ることによって、有機ＥＬ表示装置が完成する。
【００６７】
　＜まとめ＞
　本発明の態様１に係る有機ＥＬ表示装置は、第１電極を備えた基板と、マトリクス状に
整列された複数の画素を形成すべく前記第１電極の上に蒸着された有機材料によって形成
された有機層と、前記有機層の上に形成された第２電極と、を備え、前記複数の画素の各
々は、略矩形の形状を有する少なくとも３つのサブ画素を有し、前記少なくとも３つのサ
ブ画素のうちの第１のサブ画素および第２のサブ画素は、前記第１のサブ画素および前記
第２のサブ画素それぞれの長辺が略平行になるように並列しており、前記少なくとも３つ
のサブ画素のうちの第３のサブ画素は、前記第３のサブ画素の長辺が前記第１のサブ画素
の短辺および前記第２のサブ画素の短辺と略平行になるように形成されており、前記第１
のサブ画素および前記第２のサブ画素では、長辺方向の前記有機層の膜厚変化が短辺方向
の前記有機層の膜厚変化よりも大きく、前記第３のサブ画素では、短辺方向の前記有機層
の膜厚変化が長辺方向の前記有機層の膜厚変化よりも大きいことを特徴としている。
【００６８】
　本発明の態様１の構成によると、サブ画素の製造を容易にし、かつ、有機層の膜厚の変
化による表示品位への影響を少なくすることができる。
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【００６９】
　本発明の態様２に係る有機ＥＬ表示装置では、上記態様１において、前記第３のサブ画
素の面積が、前記第１のサブ画素および前記第２のサブ画素の面積よりも大きくてもよい
。
【００７０】
　本発明の態様２の構成によると、第３のサブ画素の発光特性および寿命を高めることが
できる。
【００７１】
　本発明の態様３に係る有機ＥＬ表示装置では、上記態様１または２において、前記少な
くとも３つのサブ画素は、赤色発光材料を含むサブ画素、緑色発光材料を含むサブ画素、
および、青色発光材料を含むサブ画素を含み、前記第１のサブ画素または前記第２のサブ
画素が赤色発光材料を含んでいてもよい。
【００７２】
　本発明の態様３の構成によると、赤色の光を発するサブ画素において、光の共振効果を
得るべく有機層の膜厚を高く設定する場合でも、シャドウ部の影響を少なくすることがで
きる。
【００７３】
　本発明の態様４に係る有機ＥＬ表示装置では、上記態様３において、前記第３のサブ画
素が青色発光材料を含んでいてもよい。
【００７４】
　本発明の態様４の構成によると、第３のサブ画素において、光の共振効果を得ながらシ
ャドウ部の影響を少なくすることができる。
【００７５】
　本発明の態様５に係る有機ＥＬ表示装置では、上記態様１または２において、前記第１
のサブ画素または前記第２のサブ画素における前記有機層の膜厚が、前記複数の画素の各
々が有する前記少なくとも３つのサブ画素のうちで最も厚くてもよい。
【００７６】
　本発明の態様５の構成によると、厚い膜厚の有機層を有するサブ画素におけるシャドウ
部の影響を少なくすることができる。
【００７７】
　本発明の態様６に係る有機ＥＬ表示装置では、上記態様１または２において、前記第３
のサブ画素における前記有機層の膜厚が、前記複数の画素の各々が有する前記少なくとも
３つのサブ画素のうちで最も薄くてもよい。
【００７８】
　本発明の態様６の構成によると、第３のサブ画素におけるシャドウ部の影響を少なくす
ることができる。
【００７９】
　本発明の態様７に係る有機ＥＬ表示装置では、上記態様１～６のいずれかにおいて、前
記第１～第３のサブ画素の各々における、サブ画素全体に対する該サブ画素における前記
有機層の最大の厚さの９５％以上の厚さを有する部分の面積比は、前記第３のサブ画素の
面積比よりも前記第１のサブ画素および前記第２のサブ画素における面積比の方が大きく
てもよい。
【００８０】
　本発明の態様７の構成によると、良好な発光特性を有する画素を得ることができる。
【００８１】
　本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法は、略矩形の形状を有する第１の開口が形成され
ている第１の蒸着マスク、略矩形の形状を有する第２の開口が形成されている第２の蒸着
マスク、および、略矩形の形状を有する第３の開口が形成されている第３の蒸着マスクを
準備する工程と、前記第１の蒸着マスクを被蒸着基板の表面に重ね合せ、前記第１の開口
の長辺とライン蒸着源の長手方向とが略平行になるように前記第１の蒸着マスクを前記ラ
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イン蒸着源の上方に配置し、前記ライン蒸着源からの有機材料を前記表面に蒸着する工程
と、前記第２の蒸着マスクを前記被蒸着基板の前記表面に重ね合せ、前記第２の開口の長
辺と前記ライン蒸着源の長手方向とが略平行になるように前記第２の蒸着マスクを前記ラ
イン蒸着源の上方に配置し、前記ライン蒸着源からの有機材料を前記表面に蒸着する工程
と、前記第３の蒸着マスクを前記被蒸着基板の前記表面に重ね合せ、前記第３の開口の短
辺と前記ライン蒸着源の長手方向とが略平行になるように前記第３の蒸着マスクを前記ラ
イン蒸着源の上方に配置し、前記ライン蒸着源からの有機材料を前記表面に蒸着する工程
と、を含むことを特徴としている。
【００８２】
　本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法によると、有機層の膜厚の変化による表示品位な
どへの影響の少ない有機ＥＬ表示装置を容易に製造することができる。
【符号の説明】
【００８３】
１　　有機ＥＬ表示装置
２　　画素
３１　　第１のサブ画素
３１ａ　第１の開口
３２　　第２のサブ画素
３２ａ　第２の開口
３３　　第３のサブ画素
３３ａ　第３の開口
４　　基板（被蒸着基板）
５　　第１電極
６　　有機層
６１　有機材料
７　　第２電極
１１　　蒸着マスク
１１ａ　第１の蒸着マスク
１１ｂ　第２の蒸着マスク
１１ｃ　第３の蒸着マスク
１６　　ライン蒸着源
Δｔ１　第１のサブ画素の短辺方向の膜厚の変化
Δｔ２　第１のサブ画素の長辺方向の膜厚の変化
Δｔ３　第２のサブ画素の短辺方向の膜厚の変化
Δｔ４　第２のサブ画素の長辺方向の膜厚の変化
Δｔ５　第３のサブ画素の短辺方向の膜厚の変化
Δｔ６　第３のサブ画素の長辺方向の膜厚の変化
Ｔ３　　第３のサブ画素における有機層の厚さ
ＴＭ　　有機層の最大の厚さ
ＴＮ　　有機層の最大の厚さの９５％の厚さ
【要約】
　有機ＥＬ表示装置は、第１電極を備えた基板と、マトリクス状に整列された複数の画素
を形成すべく第１電極の上に蒸着された有機材料によって形成された有機層と、有機層の
上に形成された第２電極と、を備える。複数の画素の各々は、略矩形の形状を有する少な
くとも３つのサブ画素を有し、少なくとも３つのサブ画素のうちの第１のサブ画素および
第２のサブ画素は、第１のサブ画素および第２のサブ画素それぞれの長辺が略平行になる
ように並列し、少なくとも３つのサブ画素のうちの第３のサブ画素は、第３のサブ画素の
長辺が第１および第２のサブ画素それぞれの短辺と略平行になるように形成され、第１お
よび第２のサブ画素では、長辺方向の有機層の膜厚変化が短辺方向の有機層の膜厚変化よ
りも大きく、第３のサブ画素では、短辺方向の有機層の膜厚変化が長辺方向の有機層の膜
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